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Beschrejbung 

Die vorliegenden Erfindung betriffi Polyreaktionsprodukte-cnihalicnde Maierialicn, Verfahrcn zu deren Hersteliung 
sowiederen Verwendung zur Hersteliung von Hachengcbilden auf Basis nachwachsender Rohstoft'e, und diese Rachen- 
5 gebilde per se, welche diese Maierialien insbesondere in der Deck- bzw. Nutzschichi bzw. dem Decksfrich enihalten, so- 
wie Verfahren zur Hersteliung dieser Flachengebilde. 

Linoleum als elaslischer Bodenbelag auf Basis nachwachsender Rohstoffe is! seil langein bekannl. Aufgrund seiner 
naiiirlichen Besiandteile hat Linoleum einen hohen baubiologischen und okologischen Slelienwen erlangl. Jedoch erl'or- 
dert die Hersteliung von Linoleunibelagen iin letzten Vert'ahrensschritl eine mehrere Wochen dauernde Warniebehand- 

10 lung, die sogenannie "Reifezeit". 

Aus der DE-A-41 35 664 sind Beschichtungsniassen bekannl, die auf nachwachsenden Rohstoften basieren und zuni 
Beschichten von texfilen Fiachengebilden oder von Releasepapier dienen. Die Beschichtungsmassen besiehen auseiner 
Komhinalion von Hpoxidieningsprodukten von Hsiern ungesanigter Fetisauren und Teileslem von Polycarbonsauren mil 
Polyetherpolyolen sowieeinem Hydrophobierungsniitlel. Diese Beschichtungsmassen konnen zur Hersteliung von Bo- 

15 denbelagen verwendel werden. Nachteilig ist jedoch, daB die oberste Schichi. derarl hergesiellier Belage sehr rauh und 
nicht transparent ist. Femer erfordern die Riickenbeschichtungen eine unistandliche Hersteliung mil teuerereni Trennpa- 
pier, und weisen keinen Schauiii auf und sind damit ohne Triitkomfori, Weiierhin zeigt sich, daB die Oberflache dieser 
Belage nichi geniigend schmutzabweisend ist und eine schlechie Durchhartung aufweist. 

Aus der WO 96/15203 sind slreichfahige Beschichtungsmassen zur Hersteliung von Fiachengebilden auf Basis nach- 

20 wachsender Rohstoffe bekannl. Die Hersteliung dieser Rachengebilde ist jedoch durch Verwendung von sogenannien 
"Streichpasten", welche die Beschichtungsmassen enthalten, auf Steich verfahren beschrankt. 

Aus der WO 98/28356 sind Polyreaktionsprodukle-enthaliende Materialien als Bindemitlel bekannt, welche das Re- 
akiionsprodukt von einer Di- oder Polycarbonsaure ("saurer Vernetzer") mil eineni Epoxidierungsprodukl eines Carbon- 
saureesters als Bindeinittel enthalten. 

25 Der vorliegenden Erfindung liegt somil die Aufgabe zugrunde, ein neues System zur Hersteliung von Fiachengebilden 
auf Basis nachwachsender Rohstoffe bereilzuslttllen, das insbesondere die zeilinlensive Reifezeit von Linoleuinbelagen 
bcscitigt und cinfach, bci spiels wcisc durch Vcrprcsscn, Kalandricrcn oder Exuiidicrcn oder durch cin Strcich verfahren, 
herzustellen isL Femer soUen derart hergestellte Flachengebilde ausgezeichnete Malerialeigenschafien, wie beispiels- 
weise ausgezeichnete Kalteflexibilitat und Alkalibesl^ndigkeil aufweisen. 

30 Diese Aufgabe wird durch die in den Anspruchen gekennzeichneten Ausfiihrungsfomien gelost. Insbesondere wird 
ein Polyreaklionsprodukt-enlhaltendes Material bereitgesteUt, welches als Polymer das Reaktionsprodukt von minde- 
stens einer OH-funktionellen Verbindung oder einem Gemisch von niindestens zwei unterschiedlichen OH-funktionellen 
Verbindungen mil mindestens einem Epoxidierungsprodukt eines Carbonsaureesiers oder einem Gemisch von minde- 
stens zwei unterschiedlichen Epoxidierungsprodukten enthalt. 

35 Als Vemetzer wirkende OH-funktionelle Verbindungen konnen vorzugsweise gesatligte oder ungesattigte, gerad- oder 
verzweiglkettige Di- oder Polyole mit niindeslens zwei aliphaiischen OH-Gruppen, wie beispielsweise Dipropylengly- 
koL Propandiol, ButandioL ButendioL. Hexandiol, Glycerin, HexantrioL Trimelhylolpropan, Trimethylolethan und Pen- 
taerythrit, Polyol-Derivaie, beispielsweise substituierie Polyole mil mindestens zwei freien OH-Gruppen wie Glycerin- 
monofertsaureesier, z. B. Glycerinmonostearai, oder Glycerinmonoeiher, z. B. Glycerinnionoallylether, polymere Poly- 

40 ole, wie beispielsweise Lignin, Ligninderivate, z. B. Ligninsulfonsauren oder Ligninsulfonaie, Kohlenhydrate, z. B. 
Zucker und Starke, und Polyvinylalkohol und Polyphenole oder Polyphenol-Deri vate mil mindestens zwei aromaiischen 
OH-Gruppen, wie beispielsweise Bisphenol A(2,2-Bis(4-hydroxyphenol)-propan) verwendct werden. 

In einer besonders bevorzugten Ausfiihrungsfonn wird Glycerin, 2,3,-Butandiol, 1,4-Butandiol oder Dipropylengly- 
kol oder ein mindestens zwei dieser Verbindungen enthaltendes Gemisch als Vemetzer veruendet. 

45 Femer konnen die OH-funktionellen Verbindungen auch zusatzlich Carbonsauregruppen enthalten. Beispiele solcher 
Verbindungen sind Dimethylolpropansaure und Polyhydroxycarbonsauren. Femer kann ein Gemisch aus mindestens ei- 
ner OH-funklionellen Verbindung mit mindestens einem im Stand der lechnik bekannten sauren Vemetzer eingeseizt 
werden. 

Als Epoxidierungsprodukt eines Carbonsaureesiers kann vorzugsweise epoxidieries Leinol, epoxidiertes SojaCl, ep- 
50 oxidiertes Rizinusol, epoxidieries Rapsol oder Vemoniaol oder ein mindestens zwei dieser epoxidierten Produkte enthal- 
tendes Gemisch davon verwendet werden. Die Alkohol-Komponente dieser Carbon saureesler unterliegt keiner besonde- 
ren Beschrankung. Als Alkohol-Komponente konnen beispielsweise Dipropylenglykol, Propandiole, Bulandiole, He- 
xandiole, Hexanuiole, Glycerin oder Peniaerythriu eingesetzt werden. Die Carbonsaure-Komponente unterliegt keiner 
besonderen Beschrankung. 

55 In dem erfindungsgemaBen Material betragen vorzugsweise die Gewichismengen des Vernetzers und des Epoxidie- 
rungsproduktes jeweils 5 bis 80 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Polyreaktionsprodukte-enthaltenden Mate- 
rials. 

Das Polyreaktionsprodukte-enthaltende Material umfaBt vorzugsweise 10 bis 99 Gew.-% Bindemitlel, bezogen auf die 
Gesamtmenge des Polyreaktionsprodukteenthalienden Materials. 

60 Femer kann das Polyreaktionsprodukle-enthaltende Material niindeslens einen weiteren Zusat7i;ioff, wie Fullsloffe, 
Titandioxid, Pigmente zur Dessinierung, Treibmitrel bzw. Schaumungsmitiel, Hydrophobierungsmillel und Hilfssloffe, 
enthalten. Die Fullsloffe sind vorzugsweise Holzmehl, Kreide, Korkmehl, Bariumsulfal, Kieselsaure, Kaohn, Talkum, 
Glas, Textil- oder Glasfasem oder Pflanzenfasem, Cellulosefasem, Polyesterfasem, nanoskalige "intelligente" Fiillstoflfe 
wie organisch modifizierie Bentonite, oder beispielsweise gefarbte Granulate bzw. Chips aus dem erfindungsgemaBen 

65 Bindemitlel oder ein mindestens zwei dieser Stofife enthaltendes Gemisch davon. Besonders bevorzugt ist Holzmehl, 
Krcide oder Korkmehl als FuUstoff. Als Hilfssloffe konnen beispielsweise Tallalc, synthetische oder naturlicbe Harze, 
wie beispielsweise Balsamharz, Kopale, Kohlenwasserstofifharze, und/oder Sikkative, wie beispielsweise Verbindungen 
der Metalle Al, Li, Ca, Ba, Fe, Mg, Mn, Pb, Zn, Zr, Ce oder Co oder eine mindestens zwei dieser Verbindungen enthal- 
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lende Konibinaiion davon, verwendei werden. 

Das erfindungsgeinaBe Polyreaktionsprociukie-enihaliende Maierial kann auch in Fomi von PrapoJyineren bereiise- 
sielli. werden, in welchen enrwcdei der Vemeizer odcr das Epoxidierungsprodukt ini UnierschuG vorliegcn kann. Solche 
Prapolyniere sind lagerslabii und zeigen leilweise thernioplasiische Eigenschafien. Vorzugswcise liegl das Gewichtsver- 
hHlinis von Vemeizer zu Epoxidierungsproduki in diesen Prapolyiiieren ini Bereich von 10: 1 bis 1 : 20. Ersi in eineni 
nachlolgenden Schriii werden diese Prapolyniere des erfindungsgemaBen Polyreaklionsprodukie-enlhalienden Maierials 
dann gegebcnenlalls unier Zugabe der ini UnierschuB vorJiegenden Koniponenie sowic gegebenenfalls wciierer Zusatz- 
stofie in das vollsiandig verneizie Maierial iibergefuhr!.. 

Hin weiierer Gegensiand der vorliegenden Erhndung isi. ein Vertahren zur Hersiellung des vorstehend definienen Po- 
lyreakiionsprodukie-enthalienden Maierials, welches das Compoundieren von mindesiens einer OH-funkiionellen Ver- 
bindung wic vorsiehend defmien. niit. mindesiens eineni Epoxidierungsproduki wie vorsiehend definieri, vorzugswcise 
nni. mindestens eineni Zusatzsioff, und das Vernelzen der conipoundierien Masse zuni ErhaJi des Maierials unilaBi. 

Tn einer weiteren Austuhrungsforni unifaRi das erfindungsgeniaRe Verfahren das Conipoundieren von mindesiens ei- 
ner vorsiehend definienen OH-funkrionellen Verbindung niii mindestens eineni vorsiehend definienen Epoxidierungs- 
produki eines Carbonsaureeslers, vorzugswcise mil mindesiens einem vorsiehend definienen Zusalzsioff, das Vorvernei- 
zen der compoundienen Masse zum Erhali einer fonnbaren Masse, geeebenenfalls weileres Compoundieren der fonii- 
baren Masse vorzugsweise mil mindesiens einem Zusatzsioff, und das Vemetzen der Ibmibaren, eegebenenfails com- 
poundienen Masse zum Erhali des Maierials. 

Bei Durchfiihrung der Vorvemetzung ist der Vernetzungsgrad der formbaren Masse nach der Vorvcmetzung kleiner 
als der Verneizungsgrad des Materials nach der Vemetzung, 

tJbernischenderweise hat sich gezeigi, daS durch Vorvemetzung der flussigen Komponenien eine fornibare Masse er- 
haJten werden kann, die zu Foniiieilen nach dem erfindungsgemaBen Verfahren ohne weseniliche Reifezeii weiierverar- 
beitei werden kann. Dieses Vor\'emetzen kann beispielsweise durch Erwaniien der beiden Ausgangssioffe zur Hersiel- 
lungeines Bindemiiiels als Reakiionsprodukt ubereinen bestimmien Zeilraum cesteuen werden. Der Begrilf "fonnbare 
Masse" bedeuiei in diesem Zusammenhang sowohl ein flussiges Reakiionsprodki als auch ein hochviskoses Reaklions- 25 
produkl als Bindennllel. Der Verne Lzungsgrad der vorvemeizlen loniibaren Masse nach der Vorvemetzung isi, wie vor- 
Fomneiir"^^^"""^' ^"""'^^ vorlicgcndcr Erfindung klcincr als der Verneizungsgrad des nach der Vcmcizung crhaltcnc-n 

Die Vemetzung und/oder Vorvemetzung kann ihennisch und/oder durch Sirahlung, insbesondere durch UV-Strahlung 
in Gegenwart von mindestens einem UV-Initiator und/oder durch Elekironenstrahlunc gegebenenfalls in Gegenwan von 30 
mindesiens einem UV-Initiaior und/oder durch IR-Slrahlung, erfolgen. 

Bei Durchfiihrung der themiischen Vemetzung und/oder Vorvemetzung liegi die Temperatur vorzugsweise in einem 
Bereich von Raumtemperatur bis etwa 250X\ 

Die erfindungsgemaB verwendeten UV-Inilialoren konnen radikalische oder kaiioinsche UV-Init.ialoren oder ein Ge- 
misch dieser UV-Iniiiaiortypen sein. Bevorzugie Beispiele radikalischer UV-Iniiialoren sind Benzopherion. Benzophe- 
non-Denvale, Phosphinoxide, a-Morpholinoketone, Chinon, Chinon-Derivale. oder a-Hydroxykelone, oder Geniische 
davon. Bevorzugie Beispiele kationischer UV-Iniiiaioren sind Triarylsulfoniumsalze. die von einem Typ sind oder als 
Oemisch verschiedener Tnarylsulloniumsalze vorliegen konnen, oder Diaryliodoniumsalze, oder Gemische davon. Die 
U v-iniuaioren liegen beispielsweise in einer Menge von bis zu 15 Gew.-%. vorzugsweise 0,05 bis 8 Gew.-%, bezocen 
aul die Menge des Reakiionsprodukt e-enlhalienden Maierials, vor. 

In einer erfindungsgemaBen Ausfuhningsfomi kann neben dem UV-Initiator mindestens ein Phoiosensibilisaior, wie 
beispjelswejse Vei-bmdungen auf der Basis von AnUiraccn, Pcrylen oder Thioxanlhen-9-on, vorlieaen, welcher den UV- 
Iniuaior aklivieren und dessen Wirkung versiarken kann. Dadurch kann die Konzentralion des uVlnilialors reduziert 
oTA ^^ ^^ ^^""^'^^^'"^^ eingeserzle UV-Slrahlung liegl in dem allgemein iiblichen Bereich, d. h. zwischen 200 nni 
und 380 nm Die erfindungsgemaB eingeseme IR-Strahlung liegi in dem allgemein Ublichen Bereich, beispielsweise 45 
760 nm bis 0,5 mm. 

weSen^^"^"^""^ compoundienen Masse kann vor dem Vemetzen oder gleichzeitig mit dem Vemetzen durchgefuhn 

Beispielsweise kann das Verfahren zur Hersiellung des vorsiehend definienen Polyreaktionsprodukie-enlhalienden 
Materials auch als Zweisrufen verfahren durchgefuhn werden, wobei zunachst in einer ersicn Stufcein Prapolymer durch 
Mischen von Verneizer und Epoxidierungsprodukt mit einer dieser Komponenien im UnierschuB hergesteUl wird. Zur 
Hersiellung des Prapolymers aus dem vorsiehend definienen Maierial kann entweder der Vernetzer oder das Epoxidie- 
rungsproduki im UnierschuB zugegeben werden. Vforzugsweise liegi das Gewichisverhalinis von Vemetzer zu Epoxidie- 
rungsproduki in der ersien Stufe im Bereich von 10 : 1 bis 1 : 20. AnschlieBend kann das derariig erhaltene Prapolymer 
verpreBi und granuliert werden, wodurch ein lagerstabiles, infolge der Zusammensetzung mit einer Komponenle im Un- 55 
lerschuBnoch teiJweise Ihemioplaslisches Granulai erhalien wird. In der zweiten Srule wird dann das teiiweise ihermo- 
plasusche Granulai aus dem Prapolymer gegebenenfalls unier Zugabe der in der ersien Stufe im UnierschuB vorliegen- 
den Komponenle sowie gegebenenfaUs weiierer Zusalzstoffe vollstandig vemetzt. Diese Wei I er vemetzung kann miilels 
herkonimlicher Vertahren wie Verpressen beispielsweise uber eine Backenpresse. Kalander verfahren oder Exlnjsions- 
vertahren oder einer Komhmation die.ser Verfahren gegebenenfalls unier Hrhohung der bei der ersien Stufe gewahllen 60 
Jemperarur erhalien werden. 

Femer kann das Vemetzen, d. h. die thermische und/oder durch Sirahlung ausgefuhne Aushanung, unter Zusatz von 
anorganischen oder organischen Sauren in einer Menge von vorzugsweise 0,1 bis 20 Gew.-% durchgefuhn werden Be- 
vorzugi. wird Phosphorsaure oder Trifiuoressigsaure als Zusaiz verwendei. 

Femer kann bei Verwendung von Nucleophilen wie die vorsiehend definienen OH-funkiionellen Verbindungen in 65 
aniomscher Fonn (Alkoholate) als Vernetzer eine Ringoffnung des Epoxids im alkalischen Milieu durchgefuhn werden. 

bin weiierer Gegensiand der vorliegenden Erfindung isi ein Flachengebilde aus mindesiens einer Triigerschicht (J) und 
mindestens einem Decksinch (II), der ein vorstehend definieries Polyreaktionsprodukie-enthaitendes Material umfaBi. 
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gegebenenfalls eineni unter der Tragerschichi Q) angeordneien Ruckensirich (ET) aus einer cheinisch oder mechanisch 
geschaunuen Schaumschichi, gegebenenfalls eincni Konipaki- oder Grundsirich (TV), der zwischen Tragerschichi (1) 
und Decksirich (E) und/oder zwischen Tragerschichi 0) und Ruckenstrich (III) an geordnel isu gegebenenfalls eine unie-r 
dein Decksrrich (U) angeordneie chemische Schaunischichi (V), wobei die Beschichtungsniassen fur die Schichlen (IT) 
5 (ni), (IV) und (V) ein vorslehend definieries Polyreakiionsprodukie-enthallendes Maierial enrhalien. 

Die erfindungsgemaBen Rachengebilde, d. h. beispielsweise Bcxienbelage oder Riesen, werden derari hergesielh daB 
eine Konibinaiion der vorslehend deftnierien OH-funktionellen Verbindungen und Epoxidierungsprodukie ini Gewichis- 
verhalinis von 1 : 0,1 bis 1:15, insbesondere 1 ; 0.3 bis I : 8, FuUsioffe und bei der Masse fur den Decksirich gegebe- 
nenfalls Hydrophobierungsmitiel und bei der Masse fiir einen chemischen Schauni ein Ireibniitiel und gegebenenfalls 
10 for jede Schaummasse einen Schaunisiabilisaior vemiischi und zu einer Paste verarbeiiei und diese Fasten dann zu mehr- 
schichiigen Bodenbelagen verarbeilet. werden. \forzugsweise enlhalt die Beschichtungsniasse fur den Dccksuich (II) das 
Hydrophobierungsniiuel in einer Menge von 5 bis 50 Gew.-%, bezogen auf die Menge des Reaktionsprodukle-enthalten- 
den Maierials. 

Die beispielsweise in Form von Slreichpasien verwendelen Beschichtungsniassen fur das erfindungsgeinaBe Flachen- 
15 gebilde konnen alle groBere FuUsloffmengen enihalien, wobei ini Kompaktsirich vorzugsweise 5 bis 70 Gew.-%, insbe- 
sondere 30 Gew.-%, und im cheniischen Schaum vorzugsweise 10 bis 75 Gew.-%, insbesondere 35 Gew.-%, FUllsioff 
eingesetzi werden, wahrend in den Massen fur den niechanischen Schaum nieist nur wenig, vorzugsweise nichi mehr als 
20 Gew.-%, z. B. 1 bis 10 Gew.-%, noch bevorzugier nicht mehr als 5 Gew.-%, FuUsroff enihalten sind. Alle %-Angaben 
sind immer auf die Gcsanitniengc des Reakiionsprodukte-enthallenden Materials bezogen, wenn nichts anderes aneece- 
20 ben ist, ^ ^ 

Der Deckstrich (11) kann transparent sein oder durch Zuniischen von vorslehend definierien Zusatzsloffen wie bei- 
spielsweise Cellulose jede gewunschie Ausgestaltung zeigen. Wenn der Deckstrich transparent isi, enthalt die Beschich- 
tungsniasse fiir den DecksUich (II) vorzugsweise nicht mehr als 10 Gew.-%, mehr bevorzugl nicht mehr als 2 Gew.-% 
FuUsioffe, Femer kann bei einem u-ansparenien Decksirich (H) die darunterliegende Schicht bedruckt werden und somit 
25 ein bedruckies Flachen gebilde erhalten werden, das hohe niechanische Fesiigkeit und sehr gute schmutzabweisende Ei- 
genschal'len hat. Als Beispiel fiir eine solche Anwendung sei auf einen Mehrschichibclag mil Parkelliiiusier, aber auch 
auf Wachsluchc und KunstJcdcr oder Schutzschichtcn fiir Glas vcrwicscn. 

Die Belage enihalten verhaltnismafiig hohe Anteile an Zusalzstoffen, insbesondere mineralischen Fiillstoffen aus der 
Gruppe Kreide. BariumsulfaU Kieselsaure, Kaolin und Talkunu jedoch ggf. auch an HolzniehU Korkmehl, GlasmehL 
30 Cellulose, Lignin, Textilfasem oder Pflanzenfasem, die auch im Gemisch vorliegen konnen, wobei die Fullstoffmenge 
im gesamten Bodenbelag bis zu 80 Gew.-%, bei schaumfreien Belagen vorzugsweise 30 bis 60 Gew.-% und bei Boden- 
belagen mil chemisch geschauniten Schichlen vorzugsweise 40 bis 60 Gew.-% des gesamten Bodenbelases betragen 
kann. ^ 
Bei Massen fiir chemisch geschaujiite Schichten liegi die Menge an Treibniittelstoffen im ublichen Bereich bis zu ca. 
35 20 Gew.-%, wobei sonstige ubliche Hilfssloffe ca. bis zu 20 Gew.-% betragen konnen. 

Vorzugsweise bestehen die Bodenbelage aus drei, vier oder fiinf Lagen, beispielsweise eineni einfachen Aufbau aus 
einem gegebenenfalls bedruckten Trager wie Pappe, einem Decksuich und einer Schutzschicht, oder einem Aufbau aus 
emem Kompakl-, evil einem chemischen Schaum- und einem transparenten Decksirich und einem Trager- und gegebe- 
nenfalls einem chemisch geschauniten Ruckensuich, wobei der chemische Schaum naturlich auch durch einen mechani- 
40 schen Schaum ersetzl sein kann oder beide Sorien von Schaum vorbegen konnen. Falls zwischen dem Kompakistrich 
und dem Decksirich eine chemisch geschaumle Schicht (V) angeordnei wird, kann diese in einer besonderen Ausfuh- 
rungsfonii der Eriindung chemisch gepragl werden. Diese geschaumle Schicht (V) kann auch das ihermisch und/odcr 
UV-geharlete, vorslehend definierte Polyreakiionsprodukte-enihaliende Material umfassen. Dazu tragi man auf dem 
Kompakistrich eine Paste auf. Diese Paste enthalt ein Treibmittel und einen Kicker: darunter versieht man Polyole, Ham- 
45 sioff. Zink-, Blei- oder Cadmium verbindungen, wobei ZnO bevorzugl ist, welche die Zersetzungslemperatur des Treib- 
mitlels emiedrigen. Der Paslenslrich wird nun unterhalb der Zersetzungslemperatur des Treibmittels vemetzt. In der 
nachsten Fabrikationsstufe wird die besirichene Paste mil dem Tiefdruckmuster versehen. Den Druckfarben, die im fer- 
ugen Belag lief sein sollen, wird ein Inhibitor zugesetzu Der Inhibitor schwachl die Wu-kung des Kickers oder hebt sie 
ganz auf, sodaB die Zerseizung des Treibmiitels nach hoheren Temperaturen verschoben wird. Geeigneie Subsianzen mil 
50 Inhibiiorwirkung sind z. B. Benzoiriazolderivale, Trimellithsaureanhydrid und deigleichen. Durch Variation der Menge 
des zugesetzlen Inhibitors lassen sich verschiedene Reliefliefen en-eichen. tJber dieser chemisch geschaumten Schicht 
mil aufgebrachtem Reliefmusler und dem dariiberliegenden Decksirich kann dann eine Schutzschicht (VI) aus Polynie- 
ren bzw. Copolymerisalen oder Wachsen angeordnei werden. Beispiele fur diese ungesattigien harlbaren Lacksystcme 
sind Polyacrylate, Polymelhacrylate, Polyurethane und Mischungen derselben. Es kann aber auch z. B. Carnaubawachs 
55 eingesetet werden. Die Schutzschicht soUte aus mil dem Deckstrich vertraglichen (Co)Polymeren hergesteUt sein, 

Durch die Hanung der Beschichtungsmasse fur den Decksirich (K) mitlels UV- bzw. Eleku-onensu-ahlung bzw. IR- 
Sirahlung unit im wesenilichen keine Verfarbung, insbesondere Gelbf^bung, der Deck- bzw. Nuizschichi auf. 

Ein wciterer Gegenstand der vorhegenden Erfindung ist ein Verfahren zur IlersleUung des vorslehend auifgefiihrten 
Flachengebildes, worin mindestens die Schicht (U) Ihermisch und/oder mil UV-Su^lung in Gegenwart von mindeslens 
einem yorstehend definierten UV-Tnitiaior, der in die Mischung fiir die auszuharlende Schichi. conipoundierl wird, und/ 
Oder mil Eleklronenstrahlung gegebenenfalls in Gegenwart von mindeslens einem UV-Iniiiaior und/oder IR-Sirahlung 
gehanei wird. ^ 

Es handell sich beispielsweise um ein konlinuierliches Verfahren, welches ahnlich der CV-HersleDung nacheinander 
mil unierschiedlichen Fasten einen Gesamiautljau eines Bodenbeiages beschreibl. Ein solches Verfaiven kann auch, wie 
schon erwahnt, die Schaumung, insbesondere die chemische Schaumung umfassen und fUhrt zu einem Belae mit Be- 
druckbarkeit. 

In einer Ausfuhrungsfomi des erfindungsgemaBen Verfahrens wird die Schicht (U) mil UV-Strahlung teilweise gehar- 
lel, danach erfolgl eine Pragung der teilweise geharleten Schicht (H) und anschlieBend wird die gepragte, teilweise ge- 
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harieie Schichi (II) mil UV-Sirahlung und/oder Elekironenstrahlung und/oder IR-Sirahlung und/oder ihemiisch ausgc- 
hariei. * 

Die HersicIIung des Bclages erfolgi zuni Beispiel, indeni die Komponenien zu ciner Pasic veniiischi, niiiiels Be- 
schichiungsvorrichtungen auf eine Bahn in enisprechender Dicke aufgetragen, gegebenenfalls aufgeschaumi und, wie 
vorslehend beschrieben. verfesiigi werden. Es konnen auch schaiimniinelhaliige und schaunimiiielfreje Schichien zu ei- 5 
ner Bahn verbunden und gleichzeilig oder in aufeinanderfolcenden Schririen aufgeschaumi und verfestigl werden. 

Acrylaie als Hilfssiofie, wie z. B. Polymeihylineihacrylai, konnen in die Nutzschichi eingearbeiiei werden, uni die 
Haftung zwischen deni aufgebrachlen UV-Lack und der Nuizscliichu d. h. deni Decksirich zu verbessem. Weiierhin kann 
als Hiitssiotl Leinol im Decksirich in Mengen von bis zu 20 Gew.-% enlhalren sein. 

Als Treibmiiiel konnen ini Ruckensirich 1 bis lOGew.-% Azodicarbonsaureaniid oder Sulfohydrazide verwendet lo 
werden, wobei insbesondere 3 Gew.-% Treibiiiinel bevorzugl sind. Wie bcreiLs oben crwahni isi, konnen auch Kicker bei 
deni chemischen Prageverfaliren eingeseizi werden, uni die Z^rseizungsieniperaTur des Treibniitiels zu emiedrigen. Er- 
findungsgeiTiaB wi rd hier insbesondere Zinkoxid eingeseizi . 

Fig. 1 zeig! eine bevorzugie Ausfiihrungsfonii des erfindungsgeniaBen Fl ache ngebi Ides mil einein Trager G\ der auf 
beiden Seiien einen Grundslrich (IV) aufweisu eineni unien angeordneien Ruckensirich (III), eineni auf deni obenhegen- 15 
den Grundslrich angeordneien chemischen Schaumstrich (V), einem dariiberliegend angeordneien Decksirich (II) und 
einer oben angeordneten Schuizschichi (VI). 

In einer anderen Ausfuhrungsforni der vorliegenden Erfindung kann das vorslehend definierie Polyreakiionsprodukie- 
enrhaliende Maierial als Ruckseiien-Bcschichi.ung fiir cin textiles Rachengcbilde wie z. B. Bodenbelage verwendei wer- 
den. 

In einer anderen Ausfiihrungsfomi des erfindungsgeniaBen Verfahrens kann das Flachengebilde miriels herkomndi- 
cher Verfahren wie Verpressen bei spiels weise iiber eine Backenpresse, Kalanderverfaliren oder Exlrusionsverfahren oder 
einer Kombination dieser Verfahren erhallen werden. 

Ein Voneil des erfindungsgeniaBen Materials isi somit, daB derartige Flachengebilde mitiels herkommlicher Verfahren 
wie Sireichverfahren, Verpressen oder Exixudieren erhalien werden konnen. 25 

Die erfindungsgeniaBen Flachengebilde konnen beini Verpressen selbsl verslandlich auch dessinierl werden, wobei als 
Dcssinicrungsmcthodcn bcispiclswcisc das Zugcbcn von Pignicnicn oder gcfarblcn Granulaicn bzw. Chips aus dcm er- 
findungsgeniaBen Bindeniinel in das vorslehend definierie Poiyreaktionsprodukie-enlhallende Material genanni werden 
konnen. Zur Dessinierung des erfindungsgemaBen Flachengebildes kann auch das im Stand der Technik bekannle Ther- 
niolransferdruckverfahren ausgefuhn werden. Des weiteren kann eine Dessinierungsmethode eingeserzl werden, worin 30 
vor dem eigentlichen FomiprozeB ein bemuslertes bzw. bedruckies, saugfahiges Maierial auf die fomibare Masse aus 
dem vorslehend definierten Polyreaklionsprodukie-enthalienden Maierial aul^ebrachi wird. Um Spannungen ini Ra- 
chengcbilde zu veniieiden, kann gegebenenfalls auf der Ruckseite ein gleichariiges, gegebenenfalls bedruckies Maierial 
als Gegenzug aufgebracht werden. Das saugfahige Material ist vorzugsweise ein Cellulosevlies aus beispielsweise Cel- 
lulose-Regeneratfasem mil hoher spezifischer Oberflachc, welches sich durch hohes SaugveriTiogen, hohe Trocken- und 35 
NaBfestigkeit sowie gerinsen Schrumpf auszeichnet. Die Quadraimelergewichte solcher Cellulosevliese betragen bei- 
spielsweise 25 bis 50 g/In^ Beini darauffolgendes Verpressen durchdringi ein Teil des erfindungsgemaBen, noch nicht 
vernetzten Bindeniittels das saugfahige Maierial und bildet nach Aushartung eine diinne Deck- bzw. NuizschichU die ge- 
gebenenfalls mi t den iibhchen Verfahren lackien werden kann, auf der Obersciie des derariig dessinienen Flachengebil- 
des, wobei die Deck- bzw. Nutzschichi das bemustene bzw. bedruckle Maierial vor Abrieb schiitzt. Ein Voneil einer sol- 40 
Chen, einstufigen Dessiniemieihode liegl unier andereni darin, daB ein aus dem vorsrehend definierten Polyreakiionspro- 
dukle-enthaltenden Maierial aufgebauies Flachengebilde beliebig bedmckbai" ist. was beispielsweise fur Flachengebilde 
aus Linoleum nicht zutriffl. 

Ein weiierer Gegensiand der vorliegenden Erfindung isi die Verwendung des vorslehend definierten Materials oder des 
gemaB vorslehend definierten Verfahrens erhallenen Materials zur HerstelJung eines Flachengebildes wie beispielsweise 45 
ein Bodenbelag, eine Riese, ein Dammaierial oder ein Wandbelag. In einer weiteren Ausfuhrungsfonn kann das vorsle- 
hend definierie Maierial aber auch auf einen Trager, wie beispielsweise Glasvlies, Pappe, Jutegewebe oder ein Trager auf 
Basis von Jute, wie beispielsweise Mischungen von Jutevlies und Polypropylen-Polyesiervlies, aufgebrachl werden. 

Durch die erfindung sgemaBe Verwendung von OH-funktionellen Vemetzem anstelle von im Stand der Technik be- 
kannten "sauren Vemetzem" ent^iehen bei Umsetzung mil. den vorslehend definierten Epoxidierungsproduklen Verknup- 50 
fungen iiber Etherverbindungen, und nicht Esterverbindungen, was u. a. zu einer verbesserten Hydrolysestabiiilai bzw. 
Alkalibestandigkeil des erfindungsgemaBen Materials fiihri. Femer zeigi iiberraschenderweise ein Belag mil dem erfin- 
dungsgeinaBen Material in beispielsweise dem Decksirich eine deuilich verbesserte Kalleflexibiliiat im Vergleich zu im 
Siand der Technik bekannten Bodenbelagen. Dies kann niakroskopisch z. B. durch einen Biegeversuch in der Kalie und 
mikroskopisch durch Absenkung des GlasuinwandJungspunkies des gebildeien Bindeniittels bzw. Polymeren aus Epoxi- 55 
dierungsprodukt und OH-l'unkiionellen Vemetzem nachgewiesen werden. 

Femer kann die Verneizung der Epoxidierungsprodukie der Carbons a ureester auch ohne Zugabe von Vemetzem, aber 
mit Einwirkung von UV-Strahlung und Zusaiz eines UV-Iniiiators durchgefuhn werden. 

Die vorliegende Erfindung wird durch die nachslehenden Beispiele naher erlauterl. 
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50 g epoxidiertes Leinol werden mit 5 g eines kationischen Photoiniliators auf Triarylsulfoniumsalzbasis und 3 g 
hochdisperser Kieselsaure vemiischt. 10 g Glycerin (Beispiel 1), 10 g 2,3-Butandiol (Beispiel 2), 10 g 1 ,4-Butandiol 
(Beispiel 3) oder 10 g Dipropylenglykol (Beispiel 4) als jeweihge OH-funkiionelle Vemetzer werden hinzugegeben, und 65 
diese Mischung wird in einem handelsublichcn Labordissolver compoundiert. 

Die Masse wird in ublicher Weise auf eine Tragerpappe aufgerakeh und unter UV-Lichl mil einer Wellenlange von 295 
bis 400 nini zum Erhali eines Deckstrichs ausgeharlei. 
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Vergleic h sbei spiel 

Das Vergleichsbeispiel enlsprichi den Beispielen 1 bis 4, mil der Ausnalime, daB ansicUe eines OH-funkiionellen Ver- 
nerzers 10 g eines sauren Vemeizers, namlich eine 25%igen Losung von Cilronensaure in deiu ReakC.ionsprodukJ von 
Maleinsaureanhydrid und Dipropylenglykol (Mol verb alt nis 2:1) verwendei wird. 

Biegeversuche 

Als makroskopischer J'esi fur die Kalieflexibilital der Decksiriche werden die gekuhlien Proben (-5"C) um Dome mil 
definieneni Radius gelegi und der Radius angegeben, bei der die Probe brichi bzw. Risse zeigt. Die Ergebnisse sind in Ta- 
belle 1 aufgezeigl. 



Tabelle 1 





Dornradius [mm] 


Vergleichsbeispiel 


25, Bruch 


Beispiel 1 


5, noch kern Bruch 


Beispiel 2 


5, noch kein Bruch 


Beispiel 3 


5, noch kein Bruch 


Beispiel 4 


5, noch kein Bruch 



Glasuinwandlungspunkte wurden mittels DSC bestinimt und sind in Tabelle 2 aufgelisiet. 

Tabelle 2 





Glasumwandlungspunkt [®C] 11 


Vergleichsbeispiel 


+ 19,1 


Beispiel 1 


-11,3 


Beispiel 2 


-7J 


Beispiel 3 


-14,2 


Beispiel 4 


-9,1 



Patentanspriiche 

1. Polyreakiionsprodukle-enlhalfendes Material, unifassend das Reaktionsproduk! von mindestens einer OH-funk- 
lionellen Verbindung odereinem Geniisch von mindestens zwei unterschiedlichen OH-funklionellen Verbindungen 
mit mindestens einem Epoxidierungsprodukt eines Carbonsaureesters oder einem Gemisch von mindestens zwei 
unterschiedlichen Epoxidierungsprodukten . 

2. Maierial nach Anspruch 1, wobei die OH-funktionelle Verbindung aus gesatiiglen oder ungesatiigien, gerad- 
oder verzweigtketrigen Di- oder Polyolen, Polyol-Derivaten, polymeren Polyolen, Polyphenolen und Polyphenol- 
Derivaten ausgewahlt ist. 

3. Material nach Anspruch 1 oder 2, wobei das Epoxidierungsprodukt eines Carbonsaureesters mehr als eine 
Epoxygruppc pro Molekiil enthalt. 

4. Material nach einem der Anspriiche 1 bis 3, wobei das Epoxidierungsprodukt eines Carbonsaureesters epoxidier- 
tes T^inoK epoxidiertes Sojaol, epoxidierles Rizinusol, epoxidiertes Rapsol oder Vemoniaol oder ein mindestens 
zwei dieser Epoxidierungsprodukle-enthaliendes Gemisch davon ist, 

5. Material nach einein der Anspriiche 1 bis 4, weiter umfassend mindestens einen Zusatzsioff aus der Gruppe, be- 
stehend aus Fiillsloffen, Pigmenien, Treibniineln, Hydrophobierungsmitteln und Hilfsstoffen. 

6. Material nach Anspruch 5, wobei der Fiillstoff Holzmehl, Kreide, Ceilulose, Lignin, organisch moditizierte na- 
noskalige Bentonite oder Korkniehl oder ein mindestens zwei diese Fullstolfe enthaliendes Gemisch davon ist. 

7. Maierial nach Anspruch 5 oder 6, wobei der HilfsstofF aus der Gruppe, bestehend aus Tallolen, synthetischen 
Oder naturlichen Harzen und Sikkativen, ausgewahlt isi. 

8. Material nach einem der Anspriiche 1 bis 7 in flachiger Ausbildung. 
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i^. Verfahren zur Hersieilung des Materials nach eineni der Anspriiche 1 bis 7, weJches das Compoundieren von 
mindesiens einer in den Anspruchen 1 und 2 definienen OH-funkiionellen Verbindung mil niindesiens eineni in den 
Anspriichcn 1,3 und 4 definienen Epoxidierungsprodukl eines Carbon saureesicrs, vorzugsweise mil mindesiens ei- 
neni in den Anspruchen 5 bis 7 definienen Zusatzsioff, und das Verneizen der compoundierien Masse zuni Erhali 
des Maierials unifaGt. 

10. Verfahren zur He-rsiellung des Materials nach eineni der Anspriiche 1 bis 7, welches das Compoundieren von 
mindesiens einer in den Anspruchen 1 und 2 definienen OH-funklioneDen Verbindung mil mindesiens eineni in den 
Anspruchen 1,3 und 4 definienen Epoxidierungsproduki eines Carbonsaureesiers, vorzugsweise mil mindesiens ei- 
neni in den Anspruchen 5 bis 7 definienen Zusaizsloir, das Vor\'emei-zen der compoundierien Masse zuni Krhah ei- 
ner fornibaren Masse, gegebenenfalls weiieres Compoundieren der fonnbaren Masse vorzugsweise mil mindesiens 
eineni Zusaizstoff, und das Verneizen der fonnbaren. gegebenenfalls compoundierien Masse zuni Erhali des Male- 
rials unifafii. 

n. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, worin die Fomiung der compoundierien und/oder fornibaren Maj?se vor 
deni Verneizen oder gleichzeiiig mil dem Verneizen durchgefiihri wird. 

12. Verfahren nach einem der Anspriiche 9 bis IL worin die Vemeizung und/oder die Vorvemelzung thennisch 
und/oder durch Sirahlung erfolgl. 

13. Verfahren nach Anspruch 12, worin die theniiische Vemeizung und/oder Vorvemelzung bei einer Temperalur 
im Bereich von Raumiemperaiur bis 250°C erfolgl. 

14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, worin die durch Sirahlung bewirkle Vemeizung und/oder Vorvemelzung 
niiiiels UV-Strahlung in Gegenwari von mindesiens einem UV-Initiaior und/oder mitlels Elekironenstralilung gege- 
benenfalls in (Jegenwan von mindesiens eineni UV-Iniiiaior und/oder mitlels IR-Slrahlung erfolgen. 

15. Verfahren nach Anspruch 14, wobei der UV-Iniiiator ein radikahscher oder kaiionischer UV^Initiator oder ein 
Geniisch davon isi . 

16. Verfahren nach Anspruch 15, wobei der radikalische UV-Iniiialor Benzophenon, ein Benzophenon-Derivai, ein 
Phosphinoxid, ein a-Morphohnokeion, Chinon, ein Chinon-Derivai oder ein a-Hydroxykelon oder ein Geniisch 
davon isL 

17. Verfahren nach Anspruch 15, wobei dor kaiionischc UV-Iniiiaior ein Triarylsulfoniumsalz oder cin Geniisch 
verschiedener Triarylsulfoniumsalze oder ein Diar>4iodoniumsalz oder ein Geniisch davon isi. 

18. Verfahren nach einem der Anspriiche 14 bis 17, wobei der UV-Iniiiator in einer Menge von bis zu 15 Gew.-%, 
vorzugsweise 0,05 bis 8 Gew.-%, bezogen auf die Menge des Reaktionsprodukte-enihaltenden Materials, vorliegi' 

19. Flachengebilde niit mindesiens einer Tragerschichi (I) und mindesrens eineni Deckstrich (II), gegebenenfalls 
einem unier der Tragerschichi (I) angeordneten Ruckenslrich (EI) aus einer chemisch oder mechanisch geschaum- 
ten Schaumschicht, gegebenenfalls eineni Kompakt- oder Grundsu-ich (IV), der zwischen Tragerschichi. (I) und 
Decksixicli (H) und/oder zwischen Tragerschichi (I) und Ruckenslrich (UI) angeordnei isu gegebenenfalls einer un- 
ter dem Deckslrich (H) angeordnele cheniische Schaumschicht (V), wobei dieBeschichtungsmassen fur die Schich- 
len (H) und/oder (IH) und/oder (IV) und/oder (V) ein Polyreakiionsprodukle-enThaliendes Material nach einem der 
Anspriiche 1 bis 7 enthalten. 

20. Flachengebilde nach Anspruch 1 9, wobei der Deckslrich (II) transparent ist. 

21. Flachengebilde nach Anspruch 19 oder 20, wobei unler dem Deckstrich (II) ein chemischer Schaumsirich (V) 
zuni chemischen Pragen angeordnei ist. 

22. Rachengebilde nach einem der Anspruche 19 bis 21, wobei uber dem Deckstrich (11) eine Schutzschichi (\T) 
aus ungesaliigien hailbaien Lacksyslenien angeordnei isU wobei die Polyniere oder Copol yniere fur die Lacksy- 
slenie ausgewiihll sind aus der Gruppe, beslehend aus Polyacrylalen, Polymethacrylaten, Polyurethanen und Mi- 
schungen davon. 

23. Rachengebilde nach einem der Anspruche 19 bis 22, wobei in der Beschichlungsraasse fur den Deckstrich (11) 
ein Hydrophobierungsmitlel, vorzugsweise in einer Menge von 5 bis 50 Gew.-%, bezogen auf die Menge des Reak- 
lionsprodukie-enthallenden Materials, enthalten ist. 

24. Rachengebilde nach einem der Anspruche 20 bis 23, wobei in der Beschichtungsmasse fur den Deckstrich (11) 
nicht niehr als 10 Gew.-%, vorzugsweise nichi niehr als 2 Gew.-%, PQUsioff enthalten ist. 

25. Rachengebilde nach einem der Anspruche 19 bis 24, wobei in der Beschichtungsmasse fiir den Kompaki- oder 
Grundstrich (IV) 5 bis 70 Gew.-% FuUstofi; insbesondere .^0 Gew.-% FuUsloff, bezogen auf die Menge des Reakli- 
onsprodukie-enthallenden Materials, enthalten ist. 

26. Rachengebilde nach eineni der Anspruche 19 bis 25, wobei in der Beschichtungsmasse fur die chemisch ge- 
schaumie Schaumschicht (V) 10 bis 75 Gew.-% Fiillstoff, insbesondere 35 Gew.-% FuUsloff, bezogen auf die 
Menge des Reaktionsprodukte-enihaltenden Materials, enthalten ist. 

27. Rachengebilde nach einem der Anspruche 19 bis 26, wobei in der Beschichtungsmasse fur die mechanisch ge- 
schaunue Schaumschicht bis zu 20 Gew,-% Fullsiofif, bezogen auf die Menge des Reaktionsprodukie-enthaltenden 
Materials, enlhalien isi. 

28. Rachengebilde nach einem der Anspruche 19 bis 27 als Bodenbelag, Fliese, Dainmaterial oder Wandbelag. 

29. Verfahren zur Herstellung eines Flachengebildes nach einem der An.spriiche 19 his 28, worin mindesiens die 
Schichl (U) thennisch und/oder mil UV-Sirahlung in Gegenwari von mindesiens eineni vorstehend definienen UV- 
Initiator, der in die Mischung fiir die auszuhartende Schichl compoundien wird, und/oder mil Elektronensirahlung 
gegebenenfalls in Gegenwan von mindesiens einem UV-Initialor und/oder IR-Stralilung gehartet wird. 

30. Verfahren zur Herstellung eines Flachengebildes, welches das Verpressen, Kalandrieren oder Exirudieren der 
compoundierien Masse, enihaltend das Material nach einem der Anspruche 1 bis 7, uinfaBt, 
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